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MWT型セル製造工程における貫通穴内の洗浄および
裏面の拡散層除去へのアルカリエッチングの適用

MWT型の太陽光発電セルでは裏面の＋と－の電
極間を絶縁させる必要がある。しかし、スピンエッチ
法による表面の拡散層除去は貫通穴があるため適
用できない。また、レーザー溝加工による絶縁では焼
成時の反りのために加工を行うことが難しい。
そこで、受光面のSiN膜をエッチングマスクとして用

い、ウェットエッチングで裏面および貫通穴側面の拡
散層除去を行い、絶縁する手法を試みた。

Siウェハにレーザにより貫通穴を加工し、片面に
CVDによりSiNを成膜した。
そのウェハに対してHF処理後、KOHによるエッチン

グを行った。
エッチング後、受光面と裏面、貫通穴側面について

SEM観察を行った。

Jsc 38.7 mA/cm2

Voc 0.62 V
FF 0.72
Eff 17.5%

156 mm×156 mmのMWT
型セルを試作した。
ソーラーシミュレータで特性
を測定したところ、右のI-V
曲線を得られた。

・CVDによるSiN膜をエッチングマスクとして使える
ことが確認できた。
・HF処理後にKOHによるエッチングを行うことで、
ウェハ裏面および貫通穴側面の拡散層を除去で
きることが確認できた。
・この工程を用いてセルを試作し、特性を測定した
ところ絶縁できていることが確認できた。
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割断線加工 SEM観察ウェットエッチング
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SiN膜の有る受光面ではテクスチャが保たれ、
裏面では、エッチングされることが確認された。

KOHのみではエッチングされず、HF処理を行うこと
でエッチングされることが確認された。
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